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高機能とともに使いやすさを追求。
小規模設備のガス分析という新たなニーズに
お応えいたします。
堀場エステックのMICROPOLE Systemは、小規模真空チャンバや機能性フィルムの
薄膜形成工程でのガス分析、ガスプロセス管理に最適です。
質量検出部は9つの四重極部で構成。 軽薄短小のセンサ部を完成させました。

低真空（高圧）域0.5Pa(3.8mTorr)での操作可能

他社比20分の１の大きさ※

ユーザーによるセンサ交換可能でプロセス休止期間を最低限に
※2014年当社調べ

真空領域の微量ガス検出、
メンテナンスも容易な
世界最小クラスの
プロセスガスモニタ

Quadrupole Mass Spectrometer

MICROPOLE System

※
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仕様選択表・システム構成

■システム構成

シングルモニタリング一式

※複数台（最大8台まで）の通信を行う場合、上記（PC以外）
製品を台数分とコミュニケーションケーブル、HUB（推奨
品）が必要です。

専用ケーブル
SC-EBR

専用ケーブル
QL-CR01-1A

専用電源
QL-PS01-1A

PC

QL-SG01-1A

（AC100～240V）

RS485        RS232C

専用ケーブル
QL-CR01-1A

専用ケーブル  SC-EBR

専用電源
QL-PS01-1A

QL-SG01-1A

（AC100～240V）

RS485
RS232C

HUB

SC-EBR

BB-4-2（4台用）
BB-8-2（8台用）

PC

センサ
QL-SG01
専用クランプ
レギュラーケーブル
専用電源
コミュニケーションケーブル
コンバーター
PC

MPA7/SMPA7 series
QL-SG01 series
QL-LS01 or QL-LC01
QL-CR01 series
QL-PS01
※推奨品
※推奨品

1
1
1
1
1
1
1
1

必要製品 型式 数量

マルチプルモニタリングシングルモニタリング

SMPA7‒7‒2 / 65 K

SMPA7‒7‒2 / 65 C

  MPA7‒7‒2 / 65 C

SMPA7‒5‒2/100 K

SMPA7‒5‒2/100 C

  MPA7‒5‒2/100 C

SMPA7‒1‒4/300 K

SMPA7‒1‒4/300 C

  MPA7‒1‒4/300 C

　

QL-SG01-065-1A

QL-SG01-100-1A

QL-SG01-300-1A

Spectrum Generator Sensor 測定可能マスレンジ
（最大使用圧力、出力上昇上限圧力、最小検知分圧、分解能）プラズマガード

無し

無し

有り

有り

無し

有り

Clamp

ISO-KF16（NW16）

ISO-KF16（NW16）

ISO-KF16（NW16）

CF34（ICF34)

CF34（ICF34)

CF34（ICF34）

2～65AMUの気体が測定可能
● 最大使用圧力: 0.9Pa
● 出力上昇上限圧力: 0.5Pa
● 最小検知分圧: 5.0x10-6Pa (70eV使用時)
● 分解能: 1.2±0.3AMU

4～300AMUの気体が測定可能
● 最大使用圧力: 0.4Pa
● 出力上昇上限圧力: 0.2Pa
● 最小検知分圧: 5.0x10-6Pa (70eV使用時)
● 分解能: 1.8±0.3AMU

2～100AMUの気体が測定可能
● 最大使用圧力: 0.6Pa
● 出力上昇上限圧力: 0.2Pa
● 最小検知分圧: 5.0x10-6Pa (70eV使用時)
● 分解能: 1.0±0.3AMU

■仕様選択表

Clamp

Spectrum
GeneratorSensor

MICROPOLE System



MFC

MFC

MFC

液体材料気化システム

信号ケーブル

PMTユニット

ガスを供給

フィルム

真空チャンバ

マスフローコントローラ
H2Oを供給

ターゲット材料

プラズマ

プラズマ発光強度を検出

MICROPOLE 
System
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ドライコーティングにおけるチャンバ内の
プロセスガス管理が品質向上と生産拡大につながります。

ITOフィルムなど高機能フィルムスパッタリング

製造工程において、フィルムの含有水分により

プロセス中のH2O分圧が変化し、成膜に影響する

ことがあります。MICROPOLE SystemでH2O

の分圧を管理することでフィルムの品質向上に

貢献します。

プラズマコントローラ
RU-1000

プラズマ発光状態を計測し、
スパッタ装置への導入ガス流
量を自動的に制御します。

マスフローコントローラ
SEC-N100 series

デジタル制御による正確な
ガス流量制御を実現します。

液体材料気化システム
LSC series

水分を気化し、チャンバ内へ
添加することで薄膜の機能性
向上につながります。

機能性フィルム製造工程例

Application

POINT 1

▶関連製品

プラズマコントローラ

■プロセスガスモニタリング サンプルデータ
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初期分圧 プロセス経過

N2

Ar

O2H2O

時間［h］



MICROPOLE 
System

プラズマ

ターゲット材料

PMTユニット

ガスを供給

マスフローコントローラ

プラズマ
発光強度を検出

真空チャンバ

MFC
MFC

MFC

MICROPOLE
System

PC

乾燥炉

485      232

1 2 3 4

1.0E-03

1.0E-04

1.0E-05

乾燥時間［h］

昇温

NMP乾燥の終点

NMP
99

44

55

18
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PVD・CVDなどの薄膜形成工程において
チャンバ内の不純物や残留ガスを計測し、品質・歩留りの
向上に貢献します。

真空乾燥工程において
水分・溶出ガスをモニタリングすることで
最適なプロセス維持と品質向上に貢献します。

■プロセスガスモニタリング サンプルデータ

電気二重層キャパシタ及びリチウムイオンキャパシタの
真空乾燥工程における終点検知

例

POINT 2

POINT 3

例 ■ スパッタリング装置の残留ガス計測
■ スパッタリング装置のリークモニタリング
■ CVD装置クリーニング後の残留ガスモニタリング

●差動排気システムのご提案も行っております。

H2O

MICROPOLE System
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MICROPOLE System仕様一覧

あらゆる現場への対応、システムアップが容易な製品をラインアップ

パソコンへのデータ転送で、分析結果のビジュアル化も可能

●Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標、または商標です。

※1Bタイプ：インターロック機能付き。

※お客様の装置へ組込み使用される場合は別途ご相談ください。

Sensor［RoHS compliant］ ［SMPA7］［MPA7 / SMPA7］
Analyzer
【Sensor Type：5-2/100】

Analyzer
【Sensor Type：7-2/65】

Analyzer
【Sensor Type：1-4/300】

0.1Pa
0.1Pa
5×10-6Pa (70eV)
1.5±0.3 AMU
350 ℃
150 ℃

3% Re/W  2pcs
対応

Analyzer
【Sensor Type：1-2/100】

［C］CF 34 (ICF 34), 
［K］ISO-KF16 (NW 16)
ISO-KF16 フランジ 50 g, 
CF34 フランジ 70 g
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MICROPOLE System外形寸法・測定原理

構造図

四重極部

有効エリア
Filament (B)

Filament (A) Focus Lens

四重極部
Quadrupole

検出部
Faraday Cup

Ionization
Area

H2

H2O

N2

フィラメントからの熱
電子によりガス分子を
イオン化します

分析電極に加える電圧
を変えるとその値に応
じて質量電荷比の異な
るイオンが四重極部を
通過します

ファラデーカップに集め
られたイオンは電流と
して検出します

（単位 ： mm）

42.0

33
.8

33
.8

MPA SMPA

フランジ内径は、センサ部導入の
ためにφ16ｍｍ以上としてください。

センサ

150

47

■ 外形寸法

■ 測定原理
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